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第二章 溫室氣體排放、吸收統計及趨勢分析

資料來源：行政院環境保護署，「中華民國國家溫室氣體排放清冊報告（2021 年版）」，2021 年。

圖 2.3.6-1、臺灣 1999 至 2019 年六氟化硫排放量趨勢

在排放源結構上，主要排放來源為工業製

程及產品使用部門之半導體。早期積體電路或

半導體尚未大量生產，有關全氟碳化物排放量

相關資料不齊全，故無法估算其排放量。至 

2004 年後由於臺灣半導體產業協會 (Taiwan 

Semiconductor Industrial Association, TSIA)

配合政府推動自願減量，包括半導體業、光電

等產業導入安裝尾氣處理設施，同時以量測程

序進行製程改善，使全氟碳化物排放量逐年下

降，如表 2.3.5-1。

  2.3.6 六氟化硫

在整體排放趨勢上，我國 2002 年六氟

化硫排放量為 3.914 百萬公噸二氧化碳當

量，2019 年為 0.935 百萬公噸二氧化碳當

量，相較 2002 年下降 76.11%，平均成長率

為 -8.08%，排放趨勢如圖 2.3.6-1 所示。

溫室氣體排放源和吸收匯 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2.E.1 積體電路或半導體 NE NE NE 3,427 3,594 3,316 2,040 1,526 1,722 
2.E.2 TFT 平面顯示器 NE NE 13 43  69  56  42  34  49 
總計 NE NE 13 3,470 3,664 3,372 2,082 1,560 1,770 

溫室氣體排放源和吸收匯 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2.E.1 積體電路或半導體 1,734  1,091  1,299 1,513  1,316 1,405 1,373 1,508 1,390
2.E.2 TFT 平面顯示器  47  50  46  42  31 35 36 27 30
總計 1,781  1,141  1,345 1,556  1,347 1,441 1,409 1,536 1,420

表 2.3.5-1 臺灣 1990 至 2019 年全氟碳化物生產排放量

單位：千公噸二氧化碳當量

說明：NE（未估計），指對現有源排放量和匯吸收量沒有估計。
資料來源：行政院環境保護署，「中華民國國家溫室氣體排放清冊報告（2021 年版）」，2021 年。


